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1. Procedeu de curatire a utilajului tehnologic de deseuri dupa cresterea epitaxiala a straturilor semiconductoare de tipul
A’B’, care include tratarea chimica a partii utilajului tehnologic cu deseuri prin afundarea intr-un vas cu solutie acida,
care contine un amestec de acid azotic HNOs si acid clorhidric HCI, si spalarea lui ulterioard cu apa deionizata si
uscarea, caracterizat prin aceea cd tratarea chimica se efectueaza cu solutie acida care contine 25 ... 52%vol. de acid
azotic HNO;, totodata solutia acida prealabil se degazeaza timp de 1,5 ... 4 ore.

2. Procedeu de curatire a utilajului tehnologic de deseuri dupa cresterea epitaxiala a straturilor semiconductoare de tipul
A’B’, conform revendicirii 1, caracterizat prin aceea ci degazarea prealabild a solutiei acide se efectueazi in apa
deionizata.



